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Introducao

A crescente demanda por baterias e dispositivos portateis de armazenamento
de energia tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias e
aperfeicoamento dos sistemas de armazenamento e transporte de cargas,
buscando solucdes de baixo custo e longa vida util. Neste trabalho, sera
estudado o comportamento eletroquimico do Hexacianoferrato de Niquel
(NiHCF) que pode atingir o desempenho potencial eletroquimico necessario
em células eletroliticas aquosas seguras e de baixo custo, tornando assim
essa classe de compostos tutil para aplicacao em baterias.

Objetivos

O objetivo deste projeto foi a obtencao de compostos Hexacianoferratos de
Niquel (NiHCF) através de modificacao de camadas ou nanoparticulas de Ni
eletrodepositadas em substrato condutor de Ag.

Material e Métodos

Os filmes finos de NiHCF foram obtidos em duas etapas, sendo a
primeira a eletrodeposicao potenciostatica de um filme de Ni em substrato
de Ag, em um eletrolito contendo NiCl,, NaCl e H;BO,. Na segunda etapa
ocorre a derivacao do filme de Ni em NiHCF através de Voltametrias
Ciclicas sequenciais, em um eletrélito contendo KNO,, K,Fe(CN). e NiSO,.
Nas duas etapas foi utilizada uma célula eletroquimica convencional de trés
eletrodos, como representado na figura 1.
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Fig. 1: Representacao esquematica da célula eletroquimica e do eletrodo de trabalho.
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Fig. 2: Transientes de corrente resultante da deposicao potenciostatica de Ni sobre
substrato de Ag para o potencial de -0,8 V e diversos tempos de deposicao.
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Resultados

Imagens via Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) da superficie do
substrato obtido de CD’s gravaveis, antes e depois da eletrodeposicao em
potencial de -0,8 V e tempo de 60 s, indicando a formacao de nanoparticulas
de Ni com diferentes tamanhos depositadas preferencialmente sobre as
trilhas de Ag do substrato,.
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A analise de Espectroscopia por Espalhamento de Energia (EDS) como
mostrado na figura 4, indicou que a deposicao ocorre sem nenhum
contaminante e que a regidao entre as trilhas também é formada por Ag,
segundo os mapas elementares obtidos separadamente para o Ni e Ag.
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Fig. 4: Analise de EDS para os depodsitos obtidos em potencial de -0,8 V e tempo de 60 s.
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Conclusoes

Os resultados indicaram que eletrodeposicao com potencial de -0,8 V por 60
s, resulta na formacao de nanoparticulas de Ni com diferentes tamanhos que
se depositam preferencialmente nas trilhas. As analises de EDS nao indicam
a presenca de contaminantes e mostram que a camada de Ag se estende no
espaco entre as trilhas.
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Fig. 3: Imagem obtida por MEV da superficie do substrato de Ag, a) antes e b), c) apo6s a
eletrodeposicao de Ni.




